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Atécnica de deposicdo de nano materiais por Magnetron Sputtering é um processo
fisico, no qual particulas sdo ejetadas de um material alvo metalico sélido devido ao
bombardeamento do alvo por particulas energéticas (ions gasosos). O plasma é formado
pela aplicacdo de uma diferencga de potencial que ioniza o gas utilizado (Arg6nio).

Recentemente, 0 método de deposi¢do por magnetron sputtering foi utilizado para
depositar nano-particulas de Pt, Cu, Ni, Ru, Rh e outros metais diretamente sobre a
superficie de catalisadores em pO para aplicacdes como oxidagdo e hidrogenacdo e
biocatalisadores. A principal vantagem do uso do magnetron sputtering é ser um método
limpo, controlavel e é uma técnica que pode ser aplicada para a obtengdo de uma
composicao de nano-particulas ilimitada, escolhendo corretamente a alvo e a composi¢édo
de gés dentro da camara de deposi¢do. Para a deposicdo de matérias pelo método de
sputtering sobre um po estatico, deve-se considerar que, na auséncia de agitacdo, as
superficies dos pos ficariam com uma elevada concentracdo de nano-particulas,
resultando em um material ndo uniforme. O proprio processo apresenta limitacdes para
ter uma distribuicdo uniforme das nano-particulas sobre o substrato em po estatico. Para
contornar este problema, foi utilizada uma frequéncia de ressonancia mecénica para agitar
0 substrato em p6 ao mesmo tempo que 0s atomos sdo ejetados do alvo durante a processo
de sputtering. Os materiais depositados por esta técnica sdo aplicados na producdo de

hidrogénio através da separacdo de agua.
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